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반도체 공정 중 결함 유발 입자 특성 측정을 위한
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최근 반도체 초미세공정에 대한 기술이 급속도로 성장하며 더 미세한 크기의 입자들로 인 
한 결함 및 오염 발생이 증가하고 있다 이에 따라 환경 및 클린룸 청정도에 영향을 . FAB 
미치는 입자와 반도체 공정 중 사용되는 미세 입자 등에 포함되어 있는 입자를 , Chemical 
측정하여 더 미세한 결함과 오염을 분석하는 기술의 중요성이 대두되고 있다. 
본 연구에서는 미세 입자를 측정하고 분석하기 위하여 광학 원리를 이용하여 입자를 측정 , 
하는 기술을 개발하여 보다 정밀하고 정확한 입자 측정 및 분석을 통하여 결함 및 수율 제
어 품질 개선 비용 절감의 목표를 달성하고자 한다, , .
현재 진행되고 있는 연구에서는 를 사용한다 SPOS (Single Particle Optical System) . 

는 고해상도의 분석기법으로 개별적인 입자에 의해 산란된 광원의 빛을 검출기에서 SPOS , 
측정한다 이 때 입자에서 발생되는 산란광의 강도가 매우 낮기 때문에 이론에 따라 높. Mie 
은 감도의 감지기를 이용하고 추가적으로 산란되는 빛을 하나의 초점으로 모아주는 역할을 , 
할 수 있는 를 이용하여 산란되는 빛을 최대한 한 곳으로 모아 산란광의 강Elliptical mirror
도를 높이는 연구를 진행하고 있다 이렇게 측정된 데이터는 을 사용하여 분석하. MATLAB
는 과정을 거쳐서 어떠한 크기의 입자가  분포를 하는지를 알아낼 수 있다 이와 더불어 실. 
시간으로 입자의 화학적 특성을 구분하는 기술이 더해진다면 결함 및 오염의 원인을 쉽게 
분석할 수 있을 것이므로 반도체 산업에 공헌 할 수 있을 것으로 기대된다.  

                             Fig. 1 The  principle schematic of elliptical mirror
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